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LiSi Block

Teljesen krisztallizalt
litium-diszilikat
CAD/CAM blokk



A természetes szépség helyreéllitva
Initial LiSi Block: er6sség, precizitas és esztétikum egy teljesen krisztallizalt blokkban

Az Initial LiSi Blokk egy teljesen kikristalyosodott litium-diszilikat blokk, ami kiégetés nélkil is optimélis fizikai tulajdonségokkal
rendelkezik. Ez az egyedilallé blokk a GC szabadalmaztatott HDM (High Density Micronization) technolégiajat alkalmazza a CAD/CAM
fogaszat szamara, igy biztositva nagy kopasélldsagot, sima széleket és esztétikus végeredményt. A ONE SQIN technikaval hasznélva -

festhetd szin és forma kerdmia rendszer - gyorsan és egyszer(ien elérhetd a még esztétikusabb eredmény.
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HDM technologia a CAD/CAM fogaszatért

2016-ban, az Initial LiSi Press-el, a GC bemutatta a HDM (High Density Micronization)
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Annak érdekében, hogy az egy alkalmas fogészati kezeléseknek gyors megoldést
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nydjtsunk, a GC tovabb fejlesztette a HDM technoldgiat, a kristaly méretének és az
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(polirozva) (festve és Aprébb kristalyok az egyszer(ibb faragasért, a nagyobb
fenyre égetve) széliilleszkedés, polirozhatdséag és kopaséllosag. Az eredmény egy erds, és kdnnyen kopasallésagért és a természetes opaleszcenciaért.
Tovabbfejlesztett liveg matrix siirliség a nagyfokd
mechanikai szilardsagért.

az Uj technoldgianak koszénhetben egyszerre érhetd el a kivald megmunkalhatdsag,

kifaraghato blokk, mely ugyanazt a szilardségot kinélja kitlzeléssel vagy anélkil.

Forrés: GC R&D, Japan, Adataok elérhetéek
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LiSi Block

Tartds esztétika és sima szélek
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Mivel mér maras elétt teljes mértékben ki van kristédlyosodva, az Initial

LiSi Block-ot egybdl sima és pontos szélekkel lehet kifaragni. Alternativ

pontossagat.

Széli rés (um)

Ideélis széli integrités a Initial LiSi Block-kal

v

Initial Initial IPS CEREC
LiSi Block LiSi Block e.max CAD Tessera
(polirozva) (égetve)

FTM Djemal Ibraimi jévoltabdl, Svéjc

Initial LiSi Block e.max CAD FTM Stefan Roozen jovoltabdl, Ausztria Forrés: GC R&D, Japan, Adatok elérhetéek



Szinpaletta és indikaciok Transzlucencia valasztas az indikiacié fliggvényében
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Természetes OpaleszcenCia Initial LiSi Block restaurécio

direkt és indirect fény alatt.

Az Initial LiSi Block magas transzlucenciaval
(HT) és alacsony transzlucenciaval (LT) is
elérhetd, és minden fényhatas alatt természetes

opéleszcenciat biztosit.

Dr. Javier Tapia Guadix jévoltébdl, Spanyolorszag



Vélassza az On altal preferalt finirozasi eljarast

Az Initial LiSi Block cs6kkentett munkaidével rendelkezik a teljes
krisztallazidonak készénhetden. Ez abban mutatkozik meg, hogy
az eljaras soran idét spérolhat a hagyomanyos litium-diszilikat
CAD/CAM blokkokhoz képest. Kivald fény egy pér perces

polirozassal méar elérhetd.

Csak faragja ki, polirozza, majd helyezze be

A GC Initial IQ ONE SQIN hasznélatéval - festheté szin és
forma keramia rendszer - gyorsan és egyszer(en, kimagasldan
esztétikus eredményt érhet el, a hagyomaényos rétegzett

potlasokhoz viszonyitva, sokkal kevesebb idé alatt.
Hogyan miikddik? Onnél a vélasztas ...

Festési technika - minden monolitikus poszterior munkéhoz, az
Initial Lustre Pastes ONE, a GC egyedulallé 3D festhetd kerdmia
rendszere, amely fluorecszenciat, feltlmulhatatlan vitalitédst és

természetes fény ad ... csak egy festés éltal.

Mikro-rétegzési technika - az anterior régié bonyolult esztétikai
eseteihez a Lustre Paste ONE és a SQIN keramia kombinacidja
nyujthat megoldast, melynek egyedulalld az applikacidja, amely
elésegiti a textdra létrehozasét, valamint az égetés utén

onfényezd tulajdonséggal rendelkezik.

Polirozési technika

FTM Carsten Fisher
jovoltabdl, Németorszag
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és tervezés

Faragas és
elékészités

Szin és forma

Finirozas

Initial LiSi Block

IPS e.max CAD
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Forrés: GC R&D, Japén, Adatok elérhetéek

*Tesztelés kdrlilményei a Hasznélati utasitdsban meghatérozottak szerint.
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FTM Stefan Roozen jévoltabdl, Ausztria



Alkosson szint, format és texturat az Initial™ ONE SQIN anyaggal

Természetes fluoreszcencia és fény hozzaadasa




LiSi Block

Funkcid és esztétika talalkozasa

«Nagyon lelkesedem a LiSi Block-ok HT
valtozatanak természetes opaleszcenciajaért
és a szinegyezbségéért.»

FTM Christian Hannker,
Németorszag

Courtesy of MDT Marco Muttone, Dr. Alessandro lorio, Italy

«Nagyon kedvelem a LiSi Block opéleszcenciajat
és ennek eredményeként a szinstabilitasat

: o és a tokéletes illeszkedését.»
MDT Christian Hannker és Dr. Christian Lampson jévoltabdl, Németorszag
Dr. Christian Lampson,
Németorszag
Ragasztasi ajanlas INDIKACIO | AJANLAS
Az Initial LiSi Block-hoz adheziv ragasztast ajanlunk. A 13 S > ! iy
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hasznalhato barme|y indikacional Initial - LiSi  Block Dual-kétesi adheziv rezin G-CEM LinkForce Onragaszté rezin G-CEM ONE Fényre koété adhezfv-r—e.zi-n G-CEM Veneer
ragasztasakor.
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Rendelési informacid

CEREC mandrel, 14-es méret

Ref. Shade
012919 Al HT
012920 A2 HT
012921 A3 HT
012922 B1HT
012923 A1 LT
012924 A2 LT
012925 A3 LT
012926 B1LT

Initial IQ

Lustre Pastes ONE
Festhetd kerdmia rendszer
megndvelt fluoreszcenciaval

Initial IQ ONE SQIN
Festhetd szin-és-forma
kerdmia rendszer

Kapcsolédé termékek

1. Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns. Am J Dent. 33(6):291-295.
IPS e.max CAD and CEREC Tessera nem a GC védjegyei.
G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, G-CEM™ Veneer, Initial™ 1Q Lustre Pastes ONE, Initial™ LiSi Press, Initial™ SQIN™ a GC védjegyei.
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